
JP 2011-513551 A5 2012.4.12

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成24年4月12日(2012.4.12)

【公表番号】特表2011-513551(P2011-513551A)
【公表日】平成23年4月28日(2011.4.28)
【年通号数】公開・登録公報2011-017
【出願番号】特願2010-549713(P2010-549713)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｇ  77/56     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｇ  77/56    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年2月22日(2012.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の式：
　（Ｒ1

2ＢＯ1/2）l［（ＢＯ(3-v)/2）（ＯＨ）v］m［（Ｒ1ＢＯ(2-w)/2）（ＯＨ）w］n

（Ｒ1
3ＳｉＯ1/2）p［（Ｒ1

2ＳｉＯ(2-x)/2）（ＯＨ）x］q［（Ｒ1ＳｉＯ(3-y)/2）（Ｏ
Ｈ）y］r［（ＳｉＯ(4-z)/2）（ＯＨ）z］s　　（Ｉ）
（式中、各Ｒ1は独立してＣ1～Ｃ10のヒドロカルビル又はＣ1～Ｃ10のハロゲン置換ヒド
ロカルビルであり；ｌは０～０．２であり；ｍは０～０．５であり；ｎは０～０．６であ
り；ｐは０～０．７であり；ｑは０～０．９であり；ｒは０～０．９９９であり；ｓは０
～０．５であり；ｖは０～０．０５であり；ｗは０～０．０５であり；ｘは０～０．４５
であり；ｙは０～０．６３であり；ｚは０～０．２５であり；ｍ＋ｎは０．００１～０．
５８であり；ｑ＋ｒ＋ｓは０．４２～０．９９９であり；（ｐ＋２ｑ＋３ｒ＋４ｓ）／（
３ｍ＋２ｎ）は１．０１～１０００であり；ｌ＋ｍ＋ｎ＋ｐ＋ｑ＋ｒ＋ｓは約１である）
を有するポリボロシロキサン。
【請求項２】
　Ｒ1により表される前記ヒドロカルビル基はフェニルではない、請求項１に記載のポリ
ボロシロキサン。
【請求項３】
　前記ポリボロシロキサンは、１分子あたり平均少なくとも２つのアルケニル基を有する
、請求項１又は２に記載のポリボロシロキサン。
【請求項４】
　前記ポリボロシロキサンは、１５重量％未満のケイ素結合ヒドロキシ基又は５モル％未
満のホウ素結合ヒドロキシ基を含有する、請求項１～３のいずれか一項に記載のポリボロ
シロキサン。
【請求項５】
　（Ｉ）（ａ）（ｉ）式Ｂ（ＯＲ2）3を有する少なくとも１つのトリアルコキシボラン、
（ｉｉ）式Ｒ1Ｂ（ＯＲ2）2を有する少なくとも１つのジアルコキシボラン、（ｉｉｉ）
（ａ）（ｉ）と（ａ）（ｉｉ）とを含む混合物、並びに（ｉｖ）式Ｒ1

2ＢＯＲ2を有する
モノアルコキシボランと、（ａ）（ｉ）及び（ａ）（ｉｉ）の少なくとも１つとを含む混
合物から選択されるアルコキシボランを、ルイス酸触媒の存在下で、（ｂ）（ｉ）式Ｒ1
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ＳｉＸ3を有する少なくとも１つのトリハロシラン、（ｉｉ）式Ｒ1
2ＳｉＸ2を有する少な

くとも１つのジハロシラン、（ｉｉｉ）式ＳｉＸ4を有する少なくとも１つのテトラハロ
シラン、（ｉｖ）（ｂ）（ｉ）、（ｂ）（ｉｉ）及び（ｂ）（ｉｉｉ）の少なくとも２つ
を含む混合物、並びに（ｖ）式Ｒ1

3ＳｉＸを有するモノハロシランと、（ｂ）（ｉ）、（
ｂ）（ｉｉ）及び（ｂ）（ｉｉｉ）の少なくとも１つとを含む混合物から選択されるハロ
シランと反応させてポリボロシラン中間体を形成する工程であって、各Ｒ1は独立してＣ1

～Ｃ10のヒドロカルビル又はＣ1～Ｃ10のハロゲン置換ヒドロカルビルであり；Ｒ2はＣ1

～Ｃ8のアルキルであり、Ｘは－Ｃｌ又は－Ｂｒであり、前記アルコキシボラン（ａ）及
び前記ハロシラン（ｂ）のモル数の合計に対する（ａ）（ｉ）及び（ａ）（ｉｉ）のモル
数の合計の比が０．００１～０．５８であり、前記アルコキシボラン（ａ）及び前記ハロ
シラン（ｂ）のモル数の合計に対する（ｂ）（ｉ）、（ｂ）（ｉｉ）及び（ｂ）（ｉｉｉ
）のモル数の合計の比が０．４２～０．９９９であり、前記アルコキシボラン（ａ）のモ
ル数に対する前記ハロシラン（ｂ）のモル数の比が０．７２４～９９９であり、前記アル
コキシボラン（ａ）中の－ＯＲ2基のモル数に対する前記ハロシラン（ｂ）中の－Ｘ基の
モル数の比が少なくとも１．０１である工程と、
　（ＩＩ）前記ポリボロシロキサン中間体、及び任意に、式Ｒ1

nＳｉＸ4-nを有する少な
くとも１つのハロシランを、水と反応させて水不溶性加水分解生成物を形成する工程であ
って、Ｒ1及びＸは上記で定義した通りであり、ｎは０、１、２又は３であり、ただし、
過量の水が使用される場合、方法は前記加水分解生成物を前記水から分離することをさら
に含む工程と、
　（ＩＩＩ）前記加水分解生成物を蒸留して縮合水を除去する工程と
を含むポリボロシロキサンの調製方法。
【請求項６】
　前記アルコキシボラン（ａ）及び前記ハロシラン（ｂ）のモル数の合計に対する（ａ）
（ｉ）及び（ａ）（ｉｉ）のモル数の合計の比が０．０１～０．４である、請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　前記アルコキシボラン（ａ）及び前記ハロシラン（ｂ）のモル数の合計に対する（ｂ）
（ｉ）、（ｂ）（ｉｉ）及び（ｂ）（ｉｉｉ）のモル数の合計の比が０．５～０．９であ
る、請求項５又は６に記載の方法。
【請求項８】
　前記アルコキシボラン（ａ）のモル数に対する前記ハロシラン（ｂ）のモル数の比が１
．２～９９である、請求項５～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記アルコキシボラン（ａ）中の－ＯＲ2基のモル数に対する前記ハロシラン（ｂ）中
の－Ｘ基のモル数の比が１．２～１００である、請求項５～８のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記アルコキシボラン（ａ）、前記ハロシラン（ｂ）、及び前記任意のハロシラン（工
程ＩＩ）はフェニル基を含有しない、請求項５～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記アルコキシボラン（ａ）、前記ハロシラン（ｂ）、及び前記任意のハロシラン（工
程ＩＩ）中のＲ1により表される基の少なくとも１０モル％がアルケニルである、請求項
５～１０のいずれか一項に記載の方法。


	header
	written-amendment

